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A\ Esta grabando Inform

a todos de que se les estd grabando.

Ky,

AT

La sesion va a ser grabada

Se ruega
silenciar microfono
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AGENDA

Instrumentacion de nivel: ultrasonicos & radar

e Recomendaciones de instalacion (10 min)
e PEM rapida (10 min)

e Inteligencia de proceso (20min)
o Curva TVT dinamica. Autosupresion de falsos ecos.

o Gestion de algoritmos.

e Preguntas (15 min)
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Transmisores Radar parala medicion de nivel
SITRANS LR250 con antena

SITRANS LR200 * Ideal para petrdleo y gas

* Maximo rango de temperatura
SITRANS LR250 HEA

Suuse «— * Antenaencapsulada, conexion

* Baja frecuencia

» Condiciones de proceso severas
higiénica
F / « Variedad de conexiones a proceso
SITRANS LR560
* Aplicaciones > 30 m agua

'—l * Haz pequeiio

* Diseno en acero inoxidable

SITRANS LR250 PLA

» Buena opcién para
industria de procesos

* Condiciones
ambientales con
productos quimicos
COrrosivos

SITRANS LR250 FEA

» Para quimicos corrosivos y
altas temperaturas

* Lente de PTFE

SIEMENS
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ULTRASONIDOS & RADAR:
Recomendaciones de instalacion

sensor montado
en la brida

| sin
I interseccion
; | I
[ Fepemia !
d

eposito

no s precisa aumentar la zona muerta

niple soldado an la

ﬂ ﬂ brida ciega
NN
el sensor

| — sensor
detecta el

nivel dentro
hajo del tubao
wvertical

‘R

extremo de!

tubo wertical,
cortado en 45°
lgeneralmente)

no se precisa aumentar la zona musrta

F;ﬁ.‘ e

Sin
depasito

no se preciza aumentar la zona muerta

niple soldado en la
brida ci=ga

SENZDr

i

ohstruccion dal eje

(J}""" de transmision

J reflexion en la

% zona de interferencia
creada por la
apertura

Puede ser necesario extender la

zona muerta (150 mm (8) mas alla
del extremo del tubo werticall.

Desafios:

* Tubuladuras altas y estrechas

- Espumas

* Punto de instalacion cercano a la pared del deposito

es:
or instalado en la parte interior del deposito
liar banda muerta: igualar a la distancia al 100
e tubo tranquilizador para evitar espumas

s intelligence: Filtrado de falsos ecos
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ULTRASONIDOS & RADAR:
Recomendaciones de instalacidon

SIEMENS
Iug,ehuifyforb}[a

Parameters: |

Algorithm
SHoﬂ shot rang

Short shot bias
TVT type i i
”””” TYT minslope

F:20

__________________________________________________________________________

5266meter3)| _______

2.5 5,0 7,5
Distance(meters)
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ULTRASONIDOS & RADAR:
Recomendaciones de instalacidon

3/4" NPT o BSP,
longitud 300 mm (12%)

Fijacid

Eloque de
Tornllos de innimmq i0n

sujecin del tubo

LIQUIDOS SOLIDOS

Blogue de giro
76 mm (27)
mominal

186 mm
l (053"

Blogue de

moniaje

) = = L=aa—s Juntz de sellad
Montaje tolerado Recomendado Inaceptable 5 " dlél diente ’
E } ——— i {8 necesaria)
| ‘ R —— g ! I?\
L Placa del rmontaje
| ; : IEE_TE —_-l .r,-" "“‘—rl, |-|— del chente
{meneralments) A (84 necesario)
4 M~
— Reduccion
1 e T = |\ {neminal)
1 i i ."'_."IIJ i == -
| J i : \ L | - ; |-—l_\]‘"“'“--—h____ Transducior Siemens
1 i L y 4 I [ I nilrenics (modele
: i 1 J generalmente utilizado)
! max20° |
| '
1 I i
1 I i
1 \
\ 1 "
< : >
. -
1 -~
1 y ] -
1 b} - . |
,{’ b e
-
!
I 1
| 1 -
1
1
1
- 1
1
T -
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ULTRASONIDOS & RADAR:
Recomendaciones de instalacion

Techo conico

Ecos Mdltiples

actual multiple
Techgparabélico 5 \
= O S S S
R
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ULTRASONIDOS & RADAR:
Recomendaciones de instalacion

Polarization reference point

polarization
!/ axis

polarization
reference

Device orientation
Bypass Installation

vent hole diameter
preferably < % mm

“j/f_ device with
L vents
1‘

align front or
back of

Stillgipe Installation

align front or back
of dewvice with LY

stillpipe slots

Qpreteranw i ==

<5 mm (0197

019" optimum
{ ) diameter
80 mm (37)
Nominal Pipe Size @ 40 mm (1.5"} 50 mm (27) 80 mm (3"} 100 mm (47)
Propagation Factor 0.9828 0.980 0.991 0 9965
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ULTRASONIDOS & RADAR:
Quick Start

{# SITRANS - Quick Start - Step 1 of 5 ? x

Step 1 of 5 ldentification

SIEMENS

These parameters are used to identify the device. The TAG should be
unique in your application. Ta identify and get all wizard parameters of the
device, you can transfer the data from the device to SIMATIC POM.

| Read Data from Device |

|dentify the device:

TAG: |SITRANS | &
Descriptor: | |
Message: | |

Installation Date: | 1/ 1/1900 @ |

Order Number: |?I'H'I L5 3x 20 20 |

Select the language for local user interface:

Language: | English e |

[ Cancel | = <Back | | Ned>

SIEMENS
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ULTRASONIDOS & RADAR:

Quick Start

{ SITRANS - Quick Start - Step 5 of 5

Step 5 of 5: Summary

? s
QUICK START WIZ ST STAT WL
APPL. PSTA EN MARCHA FUNCIONAMIENTD
SIEMENS
QUICK STARTY IM’:WEL \
A
. | o ;,mmq' UNIDADE muﬂvl:hun..

arameter: : SIGUIENTE - SIGUTENTE

** |dentification *** |dentification | | Iden g P i, o
'DI'AG SITRANS e SIEDENIE > T

escriptor —
MESSEQE [“'"[:H SI-M:" wl; | L unu 1 | L
Installation Date 1/1/1300 12:00:00 AM APLICACION T

- e s ) IIlllllllllll QUICK START Wi PT, CALIBR. Mili[110
Application Type Level in a vessel Tl‘ ! I PT. CALIBR. MilTMD 20.00
Propagation Factor 1.0 mm‘v'"[' 20.00 ‘m‘l
Position Detect Hybrid Algorithm SIGUIENTE E RETOARD
CLEF Range 0.0m . i
Material Liquid | ANULAR ll'NIJIT..

= Vessel Shape ** Vessel Shape * Ves SIGHIENTE
Wessel Shape MNone [

* Ranges ** Ranges Rang 3
Maximum Volume 100.0 10 | QUICK STARTWIZ PT. CALIBR. MAXI..
Wessel Dimension A 0.000m 0l = n.on
Wessel Dimension L 0.000m 0 FT [:M.IHH MAII“U m‘"
nits m m “ ["]

High Calibration Point 0.0m 0 EJ- *
Low Calibration Poirt 200m 20 RETORND
Response Rate Slaw (0.1 m./min) Sl ANULAR “'.'" FOIT-
w
SIGUIENTE
Cancel < Back Finizh Finizh and Download
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ULTRASONIDOS & RADAR:
Quick Start: tubo By-pass

{ SITRANS - Quick Start - Step 2 of 5

Step 2 of 5: Application

SIEMENS

These parameters specify the application type you wish to execute, and its
according settings.

Select the Application Type:

Application Type: | Volume in a vessel with a by-pass pipe
Pipe intemal diameter: | 'lﬂﬂ.ﬂl mm
Propagation Factor: | u.99?524|
Material: | Liquid vl
[ Cancel | = <Back | | Ne>

Page 14

Author / Department

Device orientation

Bypass Installation
align front or

/_ back of

device with
L vents
vent hole diameter
preferably < 5 mm )
(0197) optlmum
diameter
80 mm (3”)
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Caudalimetro en canal abierto: LUT400 / LT500 / MultiRanger

SITRANS LUT400

* Primeraopcion para
aplicaciones OCM con
requisitos de alta precision

* Procesamiento de sefiales
digitales

* HART

MultiRanger/HydroRanger 200 HMI

* Primeraopcién para mediciones de transductores ultrasénicos

+ Simpley doble punto

* G6relés
. PROFINET, Modbus TCP/IP,
PROFIBUS DP, Modbus RTU SIEMENS
Page 15



Caudalimetro en canal abierto: LUT400 / LT500 / MultiRanger

Quick Start

o ] 1 e

{4 7 X {d# si @ Sitrans LUT40

Ste

Step 4 of 5: Rang Step 5 of 5 Summary

Application

Identification

E Sitrans LUTA00 Device Rev 3 FW = - Wizard - Quick Start (Flow]...

SIEMENS
Parameter: Old: Mew:
Identification
TAG
Long TAG Sitrans LUT400 Device Rev 3 FW = | Sitrans LUT400 Device Rev 3 FW =
Descriptor
Message
Installation Date | 1/1/2012 14172012
| anmimne Enalizh Enalish
Cancel < Back Apply Apply and Transfer

ent =

Page 16

Author / Department
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INTELIGENCIA DE PROCESO
Curva TVT dinamica. Autosupresion de falsos ecos

k. Profile [dB] Lo
0 50 100
:|.|.|.|.|.|._|.|.|.|.|.|.|

oL

0g

[y] e2ueisIg
(8]74

05
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INTELIGENCIA DE PROCESO
Curva TVT dinamica. Autosupresion de falsos ecos

Profile [dB] l»
50 100

e oo o oo b ool
[ —

Perfil de ecoj— afﬁal del

o I — Sefial
g / indirecta
55
& E
\_ - ;
Y :
Ruido 5]
lx
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INTELIGENCIA DE PROCESO

Curva TVT dinamica. Autosupresion de falsos ecos

Profile [dB]

50

TVT

Sefal producta

Perfil de ec

o _/

[ [
W M

10 20 <
Distance [ft]

llldl

40 S0

I 1A SC S PI2
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INTELIGENCIA DE PROCESO
Curva TVT dinamica. Autosupresion de falsos ecos

Situacion ideal

A ~
— v~

/\ Situacion real
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INTELIGENCIA DE PROCESO
Curva TVT dinamica. Autosupresion de falsos ecos

“Process Intelligence”

Algoritmo de ecos:

Autosupresion de falsos ecos

Curva TVT dinamica:

SIEMENS



INTELIGENCIA DE PROCESO
Curva TVT dinamica. Autosupresion de falsos ecos

Curva dindmica TVT se aplica sobre el perfil de ecos

SIEMENS



INTELIGENCIA DE PROCESO
Curva TVT dinamica. Autosupresion de falsos ecos

Curva dindmica TVT se aplica sobre el perfil de ecos

Solo son validas las sefales por encimade la TVT

SIEMENS



INTELIGENCIA DE PROCESO
Curva TVT dinamica. Autosupresion de falsos ecos

Si cambian las condiciones de proceso (espumas, angulo de reposo,
valor DK...) afectan a la senal.

SIEMENS



INTELIGENCIA DE PROCESO
Curva TVT dinamica. Autosupresion de falsos ecos

Si cambian las condiciones de proceso (espumas, angulo de reposo,
valor DK...) afectan a la sefal..
Con una curva estatica no se pueden seguir los cambios de la sefial y ha
de ser reajustada continuamente.

SIEMENS



INTELIGENCIA DE PROCESO
Curva TVT dinamica. Autosupresion de falsos ecos

Si cambian las condiciones de proceso (espumas, angulo de reposo, valor DK...)
afectan a la senal.

Con una curva estatica no se pueden seguir los cambios de la senal y ha de ser
reajustada continuamente.

Con el sistema de SIEMENS curva TVT dinamica el ajuste es automatico
para cada “disparo” aunque cambien las condiciones del proceso.

|

SIEMENS



INTELIGENCIA DE PROCESO

Filtrado curva TVT

SIEMENS

@' &' | @ &} | Export/Editing: Nothing selected » || Input Monotone % | =» [€= | View Linkaxes - Print

0L O @Norendiobet
70 ANotrendlabel R —

1l MEchoProfile: |

60  ®TVICurve -

Surface echo

Level (db)
»
N
AL
' Distance




INTELIGENCIA DE PROCESO
Filtrado curva TVT

- —
@ LR560 - Echo Profile Utilities I—— I— [P e S
Echo Profile |\|"|aw Sawved Echo Profiles WT Shaper I Auto False Echo Suppression I Echo Setup
SIEMENS
Resolution:  Standard - 3 Measure: |
@‘z’ C—z’ Qt QI Export/Editing: Mothing selected - Input Monotone %y | [ [# | View Linkaxes - Print SIEMENS
n 20| HF z = T B 5 Value: 5.169 v
wd E @ Mo trend |abel: snsor value tm
o A4 Mo trend label: Primary Wariable {PV): -1.056 m
] M Echo Profile: T
eoll N TYT Curve: Mear Range: L m
q Corfidence: 11| A
50
B Echo Strength: 22 3h dB
= —%\ / - R T A POt Algorithm: | First Echo £ i
= i [
2 /
DI: h
— Device status: ||| Primary varable outside the operating limits b |
\- st W Soee® Iy e | Mon-primary varable outside the operating limits
1 F JJ -\_‘j__|_ Analog output outside the operating range limits
S Ty S =] Analog output in fixed mode
] W_I_—l_\_\ rr [T] More status available
o] / [] Cold start occured
4 / Corfiguration changed i
] T/ ] Field device mafunctioned
- -15] L
I T
rr -ttt rft—rtr -ttt r i —ft7T it Tt 1.7
o 0.5 1 15 2 25 3 a5 4 45 5 55 -] 65 7 75 8 85
-0.1562] - Distance m oy 8.9017
Curmrent Echo Profile saved as: Echo Profile Time Based Storage
Mame: <Mot Saved> Interval: 10 mins
[ Save ] Mumber of Profiles to Store: 5
[ Delete ] [ Start ]
Close
= ——————— —
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INTELIGENCIA DE PROCESO
Gestion de algoritmos

Por alteraciones estéaticas y dinamicas (agitador, llenado, vaciado ...)
Aparecen sefales por encima de la curva TVT.

0

(0

1

50

—

Profil [dB]

0
|

0 10 20
Abstand [m] =

SIEMENS



INTELIGENCIA DE PROCESO
Gestion de algoritmos

Por alteraciones estaticas y dinamicas (agitador, llenado, vaciado ...)
Aparecen sefales por encima de la curva TVT.

Algunas sefiales apareceran como validas de forma automatica.
Se ha de seleccionar la apropiada

0

(0

1

—

Profil [dB]
50

0
|

0 10 20
Abstand [m] =
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INTELIGENCIA DE PROCESO
Gestion de algoritmos

Por alteraciones estaticas y dinamicas (agitador, llenado, vaciado ...)
Aparecen sefales por encima de la curva TVT.

Algunas sefnales apareceran como validas de forma automatica.
Se ha de seleccionar la apropiada

Los algoritmos ALF ayudan a seleccionar el eco correcto en funcion de
la aplicacion.

First Area

Largest

—

0
|

0 10 20
Abstand [m] =
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INTELIGENCIA DE PROCESO
Ventana de bloqueo

Por alteraciones estaticas (agitador)
aparecen sefales por encima de la curva TVT.

I\—'mj\ﬁ_/_\
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INTELIGENCIA DE PROCESO
Ventana de bloqueo

Por alteraciones estaticas (agitador)
aparecen sefales por encima de la curva TVT.

Se genera una ventana de blogueo en la sefal.

I\—'mj\ﬁ_/_\
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INTELIGENCIA DE PROCESO
Ventana de bloqueo

Por alteraciones estaticas (agitador) aparecen sefales por encima de la curva TVT.

Se genera una ventana de bloqueo en la seial.

La ventana de bloqueo se asocia a la senal a evaluar y se mueve junto
con ellacon los cambios de nivel.

SIEMENS



INTELIGENCIA DE PROCESO
Ventana de bloqueo

Por alteraciones estaticas (agitador) aparecen sefales por encima de la curva TVT.

Se genera una ventana de bloqueo en la seial.

La ventana de blogueo se asocia a la sefal a evaluar y se mueve junto con ella con
los cambios de nivel.

El tamafo de la ventana depende del parametro de velocidad de proceso.

L ]
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CONCLUSIONES

Algoritmo de ecos.

Autosupresion de falsos ecos.

Curva TVT dinamica:
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| Muchas gracias

Natalia Sangrador Fierro

Siemens, S.A.
Instrumentacion de Proceso
RC-ES-PD PAPIL W
Ronda de Europa, 5

28760 Tres Cantos, Espafa

Tel.: +34 629 17 11 53
Mail:
natalia.sanqgrador.fierro@siemens.com
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